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(57) Abstract: The invention relates to a novel production method for a gas discharge device, in panicular dischaigc lamps or plasma 
display devices, whereby the discharge chamber is flushed with the required filling gas within a chamber at elevated pressure. 



^ (57) Zusammenfassung: Die Erfindung bolriffl cin ncucs Horslellungsverfahrcn flir Gasenlladungsvorrichiungcn, insbcsondcre 
Enlladungslampen oder Plasma- 
gen Gasiullung gespUlt werden. 



Enlladungslampen oder Plasma-Anzcigencinheiien. bei dem EnlladungsgeniBe in einer Kammerbei (Jberdruck mil dcrnoiwendi- 
^ fien( 
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Herstellungsverfahren fur Gasentladungsvorrichtung 

Technisches Gebiet 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Herstellungsverfahren fiir 
eine Gasentladungsvorrichtxing, insbesondere eine Entladungslampe oder 
eine Plasma-Anzeigeneinheit (PDF). Gasentladungsvorrichtungen weisen 
regelmafiig ein EntladungsgefSfi zur Aufnahme eines gasformigen 
5 Entladungsmediums auf. Ein Herstellungsverfahren fiir Gasentladungs- 
vorrichtungen beinhaltet also zwangslaufig den Schritt des Befiillens des 
Entladungsgefafies mit dieser Gasfiillung und des Verse Wiefiens des 
Entladungsgefafies. 

In dieser Beschreibung wird davon ausgegangen, dass die 
10 Gasentladungsvorrichtung, beispielsv^^eise die Entladungslampe nach dern 
Verschliefien zumindest weitgehend fertiggestellt ist, weswegen das 
Herstellungsverfahren schon mit dem VerschlieGen des Entladungsgefafies 
als zumindest im v/esentlichen zum Abschluss gebracht betrachtet wird. Dies 
schlieCt natiirlich nicht aus, dass die im wesentlichen fertige 
15 Entladungslampe nach dem Verschliefien des Entladungsgefafies 
beispielsweise noch mit Elektroden versehen, mit Reflexionsschichten 
bescliichtet, mit Montageeinrichtungen verbunden oder in anderer Weise 
weiterverarbeitet wird. Das Herstellungsverfahren im Sinne der Anspruche 
soil jedoch schon mit dem Verschliefien des EntladungsgefaCes als realisiert 
20 angesehen werden. 
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Stand der Technik 

In der Regel werden Entladxmgsgefafie von EnBadungslampen bzw. Plasma- 
Anzeigeneinheiten mit Pumpstangeln oder anderen Anschliissen 
ausgestattet, iiber die die Entiadungsgefafie ausgepumpt und mit der 
Gasfiillung gefiillt werden konnen. Diese Anschliisse werden in der Regel 
5 durch' Verschmelzen verschlossen, woraufhin uberstehende Teile 
abgebrochen oder abgeschnitten werden kbraien. 

Die Erfindung richtet sich im Besonderen auf fur dielektrisch behinderte 
Entladungen ausgelegte Gasendadungsvorrichtungen, und dabei vor allem 
auf sogenannte Flachstrahler sowie auf Plasma-Anzeigeneinheiten. Sowohl 

10 bei Flachstrahlern als auch bei Plasma- Anzeigeneinlieiten ist das 
Entladungsgefal2 flach und im Vergleich zur Starke relativ grofiformatig 
ausgebildet und weist zwei im wesentlichen planparallele Flatten auf. 
Insofern gibt es herstellungstechnisch Gemeinsamkeiten. Die Flatten miissen 
dabei natiirlich nicht im strengen Wortsinn flach sein, sondem konnen auch 

15 strukturiert sein. Flachstrahler sind insbesondere fur die Hinterleuchtung 
von Displays und Monitoren in Flussigkristallteclinik (LCD) von Interesse. 
Plasma- Anzeigeeinhei ten benotigen im Unterschied zu LCD keine 
Hinterleuchtung, da sie - aufgrund der Lichterzeugung durch die 
Gasentladung - selbstleuchtend sind. Plasma- Anzeigeeinheiten finden in 

20 jiingster Zeit unter anderem Verwendung in TV-Geraten. 

Aus dem technischen Bereich der Flachstrahler bzw. Plasma-Anzeigen- 
einheiten sind auch Herstellungsverfahren bekannt, bei denen das 
EntladungsgefaB in einem sogenannten Vakuumofen ausgepumpt und 
befuUt wird. Der Vakuumofen ist dabei eine evakuierbare und heizbare 
25 Kammer. Durch das Auspumpen werden - wie bei konventtonellen 
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Pumpstangellosungen auch - unerwiinschte Gase und Adsorbate entfemt, 
tun die Gasfiillung der f ertigen EnQadungslampe moglichst rein zu halten. 

PiimpstSngellbsungen und vergleichbare Vorgehensweisen sind mit 
Einschrankungen fiir die Entladtingsgefafigeoinetrie verbunden. Verfahren 
5 im Vakuiimofen sind wegen des technischen Aufwands fiir den 
Vakuumofen kostenaiifwandig und im tibrigen vergleichsweise 
zeitaufwandig. 

Darsteliung der Erfmdung 

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine im Hinblick aiif den Schritt 
des Befiillens und VerschlieCens des EntladungsgefalSes verbessertes 
10 Herstellungsverfahren fiir eine Gasentladungsvorrichtung, insbesondere 
eine Entladungslampe und eine Plasma- Anzeigeneinheit anzugeben. 

Die Erfindung richtet sich auf ein Verfahren zum Herstellen einer 
Gasentladungsvorrichtung, insbesondere einer Entladungslampe oder einer 
Plasma- Anzeigeneinheit, bei dem ein Entladungsgefaf? der 
15 Gasentladungsvorrichtung mit einer GasfuUung befUlit und dann 
verschlossen wird, dadurch gekennzeichnet, dass das BefuUen und 
VerschlieGen des Entladungsgefafies in einer Kammer erfolgt, die mit der 
GasfuUung bei Uberdruck gespult wird. 

Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus, dass in entsprechend 
20 ausgestalteten Kammern durchgefuhrte Befiill- und Verschlielischritte 
gegenuber Losungen mit Pumpstangeln oder ahnlichen Einrichtungen 
vorzuziehen sind. Sie bieten ir\sbesondere die Moglichkeit der gleichzeitigen 
Verarbeitung von groCeren Stuckzahlen an Entladungsgefafien. Im ubrigen 
bestehen keine Randbedingungen fur einen auf den Pump- und BefuUschritt 
25 durch einen Pumpstangelanschluss hindurch und auf das VerschlieCen des 
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Pumpstangelanschlusses hin optimierten Entladungsgefafiaufbau. Statt- 
dessen ist man in der Gestaltung des Entladungsgef afies weitgehend frei iind 
muss lediglich fiir eine Handhabung der zum Verschliefien miteinander in 
Verbindung zu bringenden Endadungsgefafiteile oder die sonst zum 
5 Verschliefien notwendigen Schritte sorgen. 

Andererseits gehen die Erf inder davon aus, dass ein Vakuumof en einen 
sovvohl im Hinblick auf die apparativen Kosten als auch auf die 
Verarbeitungszeiten hin unnotigen Aufwand bedeutet. 

Stattdessen soli erfindungsgemafi eine Kammer verwendet werden, in der 
10 die Gasfiillung fiir das Entladungsgefafi bei Uberdruck vorliegt. Die Kammer 
muss also nicht evakuierbar sein. Stattdessen werden unerwixnschte Restgase 
durch Spiilen der Kammer entfernt. Durch den Wegfall der 
hochvakuumdichten Abdichtung des Ofens und der Evakuierschritte wird 
das Herstellungsverfahren damit wesentlich verbilligt und verkurzt. 

15 AulSerdem wird angestrebt, die thermische Tragheit der Kammer und 
insbesondere der Kammerwande zu reduzieren und diese r\icht zu dick 
auszufiihren. Dies kar\n dadurch erreicht werden, dass der 
erfindungsgemaCe Oberdruck nicht zu groS ist. Zwar umfasst die Erfindung 
auch Ausfuhrungsformen, bei denen dieser Uberdruck bis zu beispielsweise 

20 1 bar betragt. Bevorzugt ist jedoch, nicht iiber 300 mbar oder noch guristiger 
nicht iiber 100 mbar hinauszugehen. 



Die Kanunerwande sind in den groGen Flachenanteilen daher vorzugsweise 
hochsteris 8 mm, besser hochstens 6 mm und im optimalen Fall hochstens 4 
mm dick. Dabei kOnnen natiirlich Profilstrukturen auftreten. 
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Eine giinstige tintere Grenze fur den Uberdruck liegt bei 10 mbar xind ein 
bevorzugter Wert der Untergrenze bei 50 mbar. 

Weiterhin sieht die Erfindimg, wie bereits erwahnt, vor, die Kammer mit der 
Gasfulliang zu spiilen. Dieses Spiilen kaivn dadurch erfolgen, dass infolge 
5 eines einf achen Aufbaus der Kammer ohnehin vorhandene Undichtigkeiten 
oder bewusst vorgesehene Offnungen irifolge des Uberdmcks ein 
Ausstromen der entsprechenden Gasatmosphare erlauben und diese zur 
Aufrechterhaltung des Uberdrucks in die Kammer eingeleitet wird. Eine 
Alternative besteht in der Verwendung einer eigentlichen 
10 Gasaustrittsleitung. Auch bei Verwendung einer Gasaustrittsleitung ist 
jedoch die Tatsache, dass der Uberdruck zu einem Ausstromen aus 
eventuellen Undichtigkeiten oder Leeks fiihrt, als ein wesentlicher Vorteil 
der Erfindung zu betrachten. Neben der bei Uberdruck olinehin giinstigeren 
Spiilwirkung einer Gasatmosphare zum Abtransport von Verunreinigungen 
15 in der Kammer, beispielsv/eise aus EntladungsgefaGfceilen ausgeti'etenen 
Gasen, wird damit einem Eindringen von Verunreinigungen durch 
Offnungen der Kammer entgegengewirkt. Damit entfallt die Notwendigkeit 
aufwandiger Dichtungen, die die Kosten erhohen und zu zusatzlichen 
Umstanden beispielsweise beim Offnen oder Schliefien der Kammer f iihren 
20 kOnnen. 

Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Kammer heizbar ist, es sich also im 
allgemeinen Sinn um einen Ofen handelt. Durch das Heizen kormen 
Adsorbate und in bestimmten Bestandteilen des Entladungsgefafies 
enthaltene Verunreinigungen ausgetrieben werden und zudem andere 
25 Prozessschritte initialisiert werden, wie im folgenden noch naher erlautert. 
Insbesondere kann das Heizen fiir das VerschlieSen des EntladungsgefaJSes 
notwendig sein. Die Kammer ist vorzugsweise voUstandig heizbar. 
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Dabei entfallen auch die Anforderungen an temperaturbestandige 
Dichtungen, die konventionellerweise zu technischen Problemen bzw. einem 
entsprechenden Zeit- und Kostenaufwand fiihren. Beispielsweise reicht die 
plane Anlage zwischen einfachen Dichtungsflachen bereits fiir eine 

5 ausreichende Dichtheit, da verbleibende Leeks infolge des inneren 
Uberdrucks der Kammer unproblematisch sind. Die Kammer kaim im 
Rahmen der Erfindung aber auch im eigentlichen Sinn offen sein, also ein 
Ausstromen der Atmosphare innerhcilb der Kamcner nicht nur durch Leeks, 
sondern dureh eigentliche Austrittsoffnungen erlauben. Es wurde bereits 

10 festgestellt, dass eine solche Austrittsoffnung insbesondere auch in einer 
Gasaustrittsleitung bestehen kann. 

Zur Verkiirzung der Prozesszeiten kann es auch erwiinscht sein, die 
Kammer nicht nur schnell aufheizen, sondern auch schnell abkiihlen zu 
kSnnen. Eine durch die Erfindung angestrebte geringe thermische Tragheit 

15 der Kammer ist dabei ein erster Gesichtspunkt. Im Ubrigen kann die 
Kammer auch zwangsgekiihlt sein. Vorzugsweise kommt hierbei in Betracht, 
einen Ktihlblock mit der Kammer in Kontakt zu bringen, so dass ein 
eigentliches Durchleiten eines Ktihlmediums durch die Kammer selbst 
entfallt. Der Ktihlblock kann z.B. wasgergekiihlt sein. Da er selbst nicht auf 

20 die hohen Prozesstemperattiren der Kammer geheizt wird, ist die 
Wasserkiihlung hierbei unproblematisch. Durch flachige Anlage an der 
Kammer karm der Kuhlblock die Kammer schnell und einfach abkiihlen. 

Um organische Verunreinigungen, etwa Bindermaterialien in sogenarmten 
Glasloten oder Leuchtstoff- und Reflexionsschichten, auszutreiben, karm es 
25 vorteilhaft sein, das Entladungsgefafi vor dem Befiillen in einer 
sauerstoffhaltigen Atmosphare, beispielsweise in Luft, aufzuheizen. Dabei 
kann diese Atmosphare in einer dauernden Stromung gehalten werden, um 
die ausgetriebenen Verunreinigungen abzutransportieren. 
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Ferner kann das Entladungsgef afi vor dem BefuUen vind gegebenenf alls nach 
dem Heizen in der sauerstoffhaltigen Umgebung mit einem Inertgas gespiilt 
werden. Aufierdem kann die Gasmischung bei dena Befallen neben dem 
eigentiichen Entladungsgas, also dem Gas, dessen Lichtemission bei der 
5 Entladxmg technisch ausgenutzt wird (wobei es sich auch um eine 
Entladungsgasmischung handeln kann) auch weitere Gase; insbesondere 
Edelgase enthcJten. Vorzugsweise ist das Entladungsgas Xe. Das zugesetzte 
Edelgas kann beispielsweise Ne und/oder He sein. Insbesondere kann neben 
dem Entladungsgas ein anderes Gas vorhanden sein, das im Bezug zu dem 
10 Entladungsgas einen Penningeffekt zeigt, iiber eine eigene Anregung eine 
lonisierung des Entladungsgases also fordert. . Dies gilt bei dem 
Entladungsgas Xe filr Ne. Ferner kann ein Puffergas zugesetzt werden, das 
dazu dient, bei einem vorgegebenen angestrebten Partialdruck des 
Entladungsgases und gegebenenfalls des Penninggases einen erwiinschten 
15 Gesamtdruck bei dem BefuUen und in der fertigen abgekiihlten 
Entladungslampe zu erzielen. Dabei miissen die Partialdriicke und der 
Gesamtdruck bei dem BefuUen immer so eingestellt werden, dass sie bei den 
zu erwartenden Betriebstemperaturen der Entladungslampe die 
angestrebten Werte erreichen. Fur das Entladungsgas Xe sind vorzugsweise 
20 (auf Raumtemperatur bezogen) Partialdriicke von 60 - 350 mbar, 
vorzugsweise 70 - 210 mbar und besonders bevorzugterweise 80 - 160 mbar 
zu wahlen. 

Ferner kann vorgesehen sein, an die Kammer, in der eine Edelgase 
enthaltende Gasfiillung zum Befiillen verwendet wird, eine 
25 Edelgasausfriereinheit und/oder -auffangvorrichtung etwa an die 
Gasaustrittsleitung anzuschliefien, um zumindest einen Teil der 

0 

kostentrachtigen Edelgase wieder verwenden zu konnen. Um die 
Edelgasausfriereinheit nicht zu grofi auslegen zu mussen oder um bei Fehlen 
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einer solchen Ausfriereinheit den Verbrauch an Edelgas zu beschranken, 
kann der Edelgasfluss xinmittelbar nach dem Verschliefien des 
Entladungsgefafies abgestellt warden. Dabei kann auch auf eine andere 
Gasatmosphare oder Gasstromung umgeschaltet werden, die 
5 kostengUnstiger ist. Vorzugsweise handelt es sich dabei um Lxif t. 

Insgesamt soUten zur Minimierung von mechanischen Spannungen und ziir 
moglichst gleichmafiigen Temperaturverteilung und genauen 
Temperaturkontxolle die in die Kammer einstromenden Gase im 
wesentlichen die zu diesem Zeitpunkt vorliegende Entladungs- 
10 gefafitemperatxir aufweisen. Dies bedeutet, dass die Abweichungen in den 
Temperaturen moglichst nicht grolSer als +/- 100 K sein soil ten, 
vorzugsweise nicht grofier als +/- 50 K, je nach tatsachlicher 
Entladungsgefafitemperatur. 

Insbesondere konnen die Gase dabei durch eine iiber eine langere Strecke auf 
1 5 die Kammertemperatur gebrachte Gaseintrittsleitung gef uhrt werden. Diese 
Gaseintrittsleitung kann beispielsweise in einem massiven Teil der Kammer 
eingebohrt oder eingefrast sein und zur Verlangerung eine entsprechende 
Form aufweisen, etwa eine maandrierende Form. 

Bei dieser Erfindung ist eine besonders einfache Ausfuhrungsform 
20 bevorzugt, bei der die notwendigen Verfahrensschritte zum Heizen, Spiilen, 
Befiilien und Verschliefien des Entladungsgefafies in ein und derselben 
Kammer stattfinden. Diese muss nicht einmal notwendigerweise eine 
Fordereinrichtung enthalten; Sie wird vorzugsweise auch nicht durchlaufend 
betriebenen, sondern chargenweise beladen und entleert. 

25 Bei einer solchen Kammer kann es also notwendig sein, wie bei einem 
Vakuumofen, Kammerteile voneinander zu trennen, um das Kammerinnere 
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zu beschicken iind zu entleeren. Vorzugsweise sind dabei die Bereiche der 
Kaminerteile, die bei geschlossener Kammer in Anlage miteinander 
kommen, mit einem Vakuumkanal versehen, tlber den diese Anlageflache 
beim Offnen und VerschlieI3en der Kammer abgesaugt warden kann. Dieses 

5 Absaugen dient zum einen zum Fernhalten von Verunreinigungen aus dem 
Kammeriiineren (vergleichbar einem Staubsauger)^ zum zweiten kann 
dadurch ein Kammerteil an den anderen angedriickt werden, zum dritten 
kann dadurch eine eff ektive Dichtfunktion erzielt werden. Der Vakuumkanal 
zieht namlich Verunreinigungen, die von auCen eindringen konnten, ab, 

10 bevor sie das Kamnierinnere erreichen. Andererseits verstarkt er eine 
Gegenstromung des im Kammerinneren bei Uberdruck vorhandenen Gases, 
die weiterhin das Eindringen von Verunreinigungen verhindert. Der 
Vakuumkanal kann dazu ebenfalls an einer Edelgasauffang- oder - 
ausfriereinrichtung angeschlossen sein. 

Kurze Beschreibung der Zeichnungen 

15 Im folgenden wird ein Ausfiihrungsbeispiel anhand der beiliegenden 
Zeichnungen im Einzelnen beschrieben. Dabei offenbarte Einzelmerkmale 
kOnnen auch in anderen Kombinationen erfindungswesentlich sein. 

Figur 1 zeigt eine schemafcisierte Sclinittansicht durch eine Anlage zum 
Herstellen einer Entladungslampe oder einer . Plasma- 
20 Anzeigeneinheit mit dem erfindungsgemafien Verfahren; und 

Figur 2 eine schema tisierte Draufsicht auf die ArJage aus Figur 1. 

Bevorzugte Ausfiihrung der Erfindung 



Figur 1 zeigt die erfindungsgemafie Anlage in einer Schnittansicht. Die dort 
dargestellte Anlage 1 ist im wesentlichen flachig aufgebaut und entspricht in 
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der Orientierung der Flachigkeit der herzustellenden Flachstrahler- 
Entladungslampen bzw. Plasma-Anzeigeneinheiten, die in einem Iimenraum 
10 in einem Metallblock 2 anzuordnen sind. Es ist keine Flachstrahler- 
Entiadungslampe bzw. Plasma-Aiu:eigeneinheit eingezeichnet, jedoch 
5 handelt es sich dabei beispielsweise urn an sich bekannte, fur dielektrisch 
behinderte Entladungen ausgelegte Flachstrahler, deren Entladungsgefafi im 
wesentlichen aus einer Deckenplatte und einer Bodenplatte besteht, die an 
einem Rand miteinander verbunden sind. In oder an dem Entladungsgefafi 
sind Elektroden angeordnet, die zumindest teilweise durch ein Dielektrikum 

10 von dem Entladungsraum in der Entladungslampe getrennt sind. Zu den 
baulichen Einzelheiten wird auf folgende fruhere Patentanmeldungen 
derselben Anmelderin verwiesen: US- A 2002/163311 und US- 
A 2002/163296. Fiir die vorliegenden Zusammenhange ist lediglich wichtig, 
dass die EntladungsgefaCe wahrend der Hersteliung mit einer Gasfiiliung.als 

1 5 Entladungsmedium befuUt und dann verschlossen werden. 

Dazu werden die Entladungslampen einzeln oder in kleinerer StQckzahl in 
die Kammer 10 in der Anlage 1 aus Figur 1 gebracht, wobei ein flacher 
Metalldeckel 3 fiber der Kammer 10 abgelioben ist. Zwischen die Bodenplatte 
und die Deckenplatte jeder Entladungslampe sind dabei SF6-Glasstucke 
20 zwischengelegt, die einen ausreichenden Abstand zwischen beiden Flatten 
schaffen, so dass der Entladungsraum in den jeweiligen Entladungsgefafien 
mit dem Raum 10 kommuniziert. 

Dann wird der Metalldeckel 3 aufgelegt und scWieCt somit die Kammer 10 
nach aufien ab. Uber einen im Schnitt dargestellten Vakuumkanal 6, der sich 
25 zu dem Deckel 3 hin offnet, karm der Deckel 3 angesaugt und fest auf dem 
Metallblock 2 gehalten werden. 
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Die Unterseite des Metallblocks 2 unter der Kammer 10 ist eine relativ diinne 
Metallwand 11 mit einer Dicke von 3,5 mm. Sie ist in Figur 1 zur 
Verdeudichung der spater noch erlauterten Heizeinrichtung etwas dicker 
eingezeichnet. Der MetaUdeckel 3 hat eine StSrke von etwa 2 mm. Damit ist 
5 die Kammer 10 uber den grSfiten Teil Ihrer AuISenflachen von 
diinnwandigen Anlagenteilen begrenzt. 

Der Metallblock 2 ist insgesamt, auch im Bereich der diinnen Wand 11 unter 
der Kammer 10, iiber eine im Schnitt dargestellte elektrischen Heizung 4 
beheizbar, wobei sich im Bereich der* diinnen Wande eine nur geringe 
10 Warmetragheit ergibt. Der Deckel 3 ist wiederum iiber eine symbolisch 
angedeutete Heizung 8 heizbar. 

Ferner ist in die Kammer 10 uber eine Gasleitung 5 und einen Einlass E ein 
Gas einleitbar, das die Kammer 10 iiber eine Leitung 9 und einen Auslass A 
wieder verlassen kann. Die Kamnier 10 kann also uber die Leitungen 5 und 9 

15 gespiilt werden. Dabei maandrieren die Leitungen jeweiis in dem 
Metallblock 2, wie durch den jeweiis doppelten Schnitt durch die Leitung 5 
und durch die Leitung 9 angedeutet, so dass sich die Leitungslange 
innerhalb des Metallblocks verlangert und das Gas vorgevvarmt in die 
Kammer 10 stromt und gegen einen gewissen Stromungswiderstand 

20 irmerhalb der Leitung 9 die Kammer wieder veriasst. Dieser 
Stromungswiderstand kann durch einen geeignet bemessenen Querschnitt 
der Leitung 9 oder auch durch ein bewusst eingebrachtes Hindernis 
(Drossel) erzeugt werden. Es soli sich also bei dem Spulen ein Staudruck in 
der Kammer 10 bilden. 

25 Der Auslass A ist an eine Edelgasausfriereinrichtung angeschlossen, um die 
fur die Gasfuliung verwendeten Edelgase ruckgewinnen zu konnen. 
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Insgesamt lasst sich die Kammer damit heizen, zunachst in einer 
sauerstoffhaltigen Atmosphare, namlich trockener Liift, spiilen, dann mit 
einem Inertgas, namlich Argon, durchspiilen und schliefilich unter einem 
tJberdruck von 250 mbar mit einer Mischung axis He, Ne und Xe spiilen. Ne 

5 dient hier als Penninggas und Puffergcis, He nur als Puffergas. Dabei steigt 
die Temperatur in der Kammer 10 auf eine Temperatur von etwa SOO'^C, so 
dass sich die erwahnten SF6-Teile so erweichen und die von Ihnen gestiitzte 
Deckenplatte absinkt und auf die Bodenplatte auf gelegt wird. Dort ist bereits 
ein Glaslot vorgesehen (Typ 10045 des Herstellers Ferro), das bei dieser 

10 Temperatur so weich ist, dass sich eine dichte Klebeverbindung zwischen 
den beiden Flatten des Entladungsgefafies ergibt. 

Der Edelgasfluss kann nun abgestellt werden, und es kann zum Abkuhlen 
auf trockene Luft umgeschaltet werden. 

Um das Abkulilen zu beschleunigen, kann ein nicht gezeicluneter, 
15 wassergekuhlter Kiihlblock in flachigen Kontakt mit der Unterseite des 
Metallblocks 2 gebracht werden, um diesen durch Warmeleitung sclinell 
abzukuhlen. Infolge der flachigen Geometric des Metallblocks 2 und 
insbesondere der Dunnwandigkeit der Wand 11 und des Deckels 3 sinkt die 
Temperatur in der Kammer 10 relativ sclinell ab. Daher kann die 
20 Entladungslampe in der Kammer 10 bzw. konnen die melureren darin 
enthaltenen Entladungslampen schnell wieder entnommen werden. Die 
Produktion erfolgt also chargenweise. 

Wahrend der Deckel 3 auf der Kammer 10 aufliegt, wird dieser liber das 
Vakuum in dem Vakuumkanal 6 gegen den Oberdruck in der Kaunmer 10 
25 gehalten und konnte, wenn dies nicht reicht, daruber hinaus iiber 
mechanische Klammern oder durch eine Beschwerung befestigt sein. Der 
Oberdruck in der Kammer 10 ftihrt zu einem dauernden geringen 
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Ausstromen der Gasatmosphare axis der Kammer 10 durch die nicht 
voUstandig dichten Anlageflachen zwischen dem Deckel 3 und dem 
Metallblock 2 bis in den Vakuumkanal 6. Gleichzeitig saugt der 
Vakuumkanal 6 von aufien eintretende Kontaminationen ab, so dass diese 
5 die Kammer 10 nicht erreichen kormen. Die Kombination aus dem 
Spiilvorgang in der Kammer 10 einerseits und dem Kontaminationen nach 
aufien treibenden Uberdruck andererseits sorgt also fiir ein schnelles und 
griindliches Herstellen der gewunschten Gasreinheit in der Kammer 10. Der 
Vakuumkanal 6 bildet also eine Verschlussvorrichtung, eine Dichtung und 
1 0 eine Verunreinigungssperre. 

Da wegen des Kammervolumens und der chargenweisen Fertigung ol-mehin 
ein gewisser Gasverbrauch vorliegt, spielt der Verlust durch das Ausstromen 
des Gases entlang den Dichtflachen zwischen dem Deckel 3 und dem 
Metallblock 2 keine wesentlichen Rolie. Im iibrigen kann auch dieser Bereich 
15 abgesaugt und an die Edelgasausfiihreinheit angeschlossen werden, wenn 
dies okonomisch sinnvoli ist. 

Die Kammer 10 kann beispielsweise eine 21"-Lampe (von 42,7 cm x 32 cm) 
beherbergen. Sie hat dann Innenabmessungen von etwa 50 cm x 40 cm x 5 
cm. Der Vakuumkanal 6 kann beispielsweise 10 mm breit und 4 mm tief sein. 

• 20 Obgleich die Erfindung im vorstehenden Ausfuhrungsbeispiel anhand eines 
Flachstrahlers naher erlautert wurde, ist die Erfindung nicht darauf 
beschrankt. Vielmehr lassen sich die vorteilhaf ten Wirkungen der Erfindung 
auch bei anderen Typen von Entladungslampen und insbesondere auch bei 
Plasma- Anzeigeneinheiten erzielen. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zum Herstellen einer Gasentladungsvorrichtung, 
insbesondere einer Entladxingslampe oder einer Plasma-Anzeigen- 
einheit, bei dem ein EntladungsgefaiS der Gasentladungsvorrichtung 
mit einer Gasfiillung bef iillt und dann verschlossen wird, 

5 dadurch gekermzeichnet, dass das BefuUen und VerschlieGen des 

EntladungsgefaGes in einer Kammer (10) erfolgt, die mit der 
Gasfiillung bei Lfberdruck gespiilt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Kammer (10) heizbar ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der Uberdruck zumindest 
10 10 mbar betragt. 

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, bei dem zu dem 
Spiilen eine Gasaustrittsleitung (9) verwendet wird. 

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, zumindest 
Anspruch 2, bei dem die Kammer (10) nach dem VerschlieBen des 

15 Entladungsgefafies durch Kontakt mit einem wassergekuhlten 

Kiihlblock gekiihlt wird. 

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, zumindest 
Anspruch 2, bei dem das Entladungsgefafi vor dem Befiillen in einer 
sauerstoffhaltigen Atmosphare geheizt wird. 

20 7. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, bei dem das 

EntladungsgefaB vor dem Befiillen und gegebenenfalls nach dem 
Heizen in der sauerstoffhaltigen Umgebung mit einem Inertgas 
durchspiilt wird. 
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8. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, bei dem das 
Entladungsgef afi mit einer Gasfiillung bef Ollt wird, die neben dem f tir 
die Lichterzeugung vorgesehenen Entladungsgas ein Puffergas zur 
Erhohung des Innendrucks enthalt. 

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprtiche, bei dem das 
Entladungsgef afi mit einer Gasfiillung befiillt wird, die neben dem fiir 
die Lichterzeugung vorgesehenen Entladungsgas ein Edelgas mit 
einem Penningeffekt in Bezug auf das Entladungsgas enthalt. 

10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprtiche, bei dem das fiir 
die Lichterzeugung vorgesehene Entladungsgas Xe ist und das 
Entladungsgefafi mit einem solchen Partialdruck von Xe befuUt wird, 
dass es bei Raumtemperatur einen Xe-Partialdruck im Bereich von 60 
- 350 mbar enthalt. 

11. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, bei dem an die 
15 Kammer (10) eine Edelgasausfriereinrichtung oder -auffang- 

einrichtung angeschlossen ist. 

12. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, bei dem nach 
dem VerschlieGen des Entladungsgefafies der Edelgasfluss abgestellt 
wird. 

20 13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem nach dem Verschliefien des 

Entladungsgefafies auf ein kostengiins tiger es Gas umgeschaltet wird. 



10 



14. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, zumindest 
Anspruch 2, bei dem die das fur die Lichterzeugung vorgesehene 
Entladungsgas enthaltende GasfuUung und gegebenenfalls danach in 
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die Kammer (10) einzubringende Gase mit einer Temperatair 
einstromen, die im wesentlichen der dabei vorliegenden Entladungs- 
gefafitemperatur entspricht. 

15. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, bei dem die 
Kammer (10) zumindest grofitenteils Wandstarken (3,11) von 
hochstens 8 mm hat 

16. Verfahrer\ nach einem der vorstehenden Anspruche, bei dem das 
Entladungsgefafi in ein und derselben Kammer (10) geheizt, gespiilt, 
befiillt und verschlossen wird. 



1 0 17. Verfahren nach Anspruch 16, bei dem die Kammer (10) durch Trennen 

zweier Kammerteile (2,3) geoffnet werden kann und eine 
Anlageflache zwischen den beiden Kammerteilen (2,3) uber einen 
Vakuumkanal (6) mit einer Andruckkraft beaufschlagt werden kann. 

18. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, bei dem die 
1 5 Gasentladungsvorriclitung als Entladungslampe fur dielektrisch 

behinderte Entladungen ausgelegt ist, 

19. Verfaluen nach einem der vorstehenden Anspruche, bei dem die 
Gasentladungsvorrichtung ein Flaclistraliler oder eine Plasma- 
Anzeigeneinheit mit einem Entladungsgefafi ist, das zwei im 

20 wesentlichen planparallele EntladungsgefaBplatten aufweist. 
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